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  本刊中 包含“氧化镁”的 相关文
章 
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摘要  对硅铁还原氧化镁进行了热力学分析，计算出硅铁还原氧化镁的化学反应自由能和临界反应温度，表明造

渣反应和真空条件可使临界反应温度由3846 K降到1358 K. 实验得出还原温度1473 K、10.13 Pa真空度、还

原时间1 h及CaO/MgO摩尔比1.4时，镁还原率达94.42%，还原金属镁纯度达98.36%，渣团物相主要为

Ca2SiO4和SiO2.  
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